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TIIグループと技術提携

FE-
FE-LEEM/PEEM P90 
COMPACT LOW ENERGY ELECTRON AND PHOTOELECTRON EMISSION MICROSCOPE

■ 高輝度・低エネルギー分散FE-電子銃

■ 高性能静磁場レンズ・ディフレクタ

■ 球面収差補正機能

■ D2 , Heランプ光源搭載可能

■ 高精度 5軸ピエゾ試料ステージ

■ 高機能試料ホルダー

■ 高い拡張性

■ オールインワン設計

■ ターンキーシステム

球面収差補正で高精細なLEEMイメージを実現－平面分解能1.6 nmー 
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空間分解能

Fe-LEEM　P90：保証値 5 nm
（最高分解能 ：4.2 nm）
Fe-LEEM P90 AC：保証値 3 nm,
（最高分解能：1.6 nm）

観察視野 800 nm～ 100 µm
倍率 400 x ～ 50000 x

エネルギー分解能
分光測定： ＜ 250 meV
イメージング：＜ 1.7 eV

Kinetic エネルギー
通常 15 Kev
最小 　2  KeV

占有面積 1.6 m × 2.3 m ( 高さ 2.3m)
スタート・エネルギー 最大 1000 eV
ベース・プレッシャー 2× 10-10  mbar

LEEMスポットサイズ
＜ 40 µm
最小 200 nm 
（マイクロ・ディフラクションのアパーチャー使用時）

電子ビームのエネルギー幅 ＜ 300 meV
試料ステージの位置再現精度 ～ 500 nm
最高試料加熱温度
（イメージング時） 最大 1500 K

寸法図


